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Beschr ibung 

[0001] Di vorliegend Erfindungb trifft in An lag 
zur chemischen NaBbehandlung von Substrat n in ei- 
nem inB handlungsfluidenthatt nden Behalter, mit ei- 
ner Aushubvorrichtung zum Ein- und Ausbringen wenig- 
stens eines Substrattragers und der Substrate, sowie 
ein Trocknungsverfahren unter Verwendung einer der- 
artigen Aushubvorrichtung. 

[0002] Heutzutage weist eine automatische NaBbank 
eine Reihevon Becken Oder Tanks fur eine Abfolge che- 
mischer NaBprozesse auf. Nach AbschluB einer chemi- 
schen ProzeBfolge oderzwischen ProzeBschritten wer- 
den Substrate, zum Beispiel in einer Kassette angeord- 
nete Siliziumwafer, in ein Spu becken getaucht und an- 
schlieBend getrocknet. 

[0003] Das Trocknen eines Substrats kann beispiels- 
weise mittels einer Zentrifuge erf ol gen, aber auch wah- 
rend des langsamen Herausfahrens des Substrats aus 
dem Spu [becken. 

[0004] Aus der EP 0 385 536 ist ein Trocknungsver- 
fahren bekannt, bei dem zusatzlich zum langsamen 
Herausfahren des Substrats aus einem Bad ein Dampf 
auf das Substrat angewendet wird, wobei der Dampf 
nicht auf dem Substrat kondensiert, jedoch in die FIQs- 
sigkeit diffundiert. Am Flussigkeits-Meniskus auf der 
Substratoberflache entsteht ein Konzentrationsgradient 
und dam it ein Oberflachenspannungsgradient, der eine 
Flussigkeitsbewegung vom Substrat weg in die Flussig- 
kett erzeugt und ein ruckstandsfreies Trocknen des 
Substrats bewirkt. Wahrend der chemischen NaBbe- 
handlung bzw. des SpOlens und des Trocknens werden 
die Substrate in Tragem, auch Waferkassetten genannt, 
in Schlitzen, die auf der Innenflache der Seitenwande 
der Kassette ausgebildet sind, gehalten. Derartige 
Standardtrager weisen insbesondere auch relativ groBe 
Flachen mit Kanten und Ecken auf, so daB eine relativ 
groBe Menge an Chemikaiien von einem ProzeBtank in 
einen anderen bzw. von einem Bad in ein anderes Bad, 
verschleppt und der Trockungsvorgang erschwert wird. 
Die Kanten und groBen Flachen der herkommlichen 
Substrattrager verlangern insbesondere auch die jewei- 
ligen Reinigungs-, Spul- und Trocknungsschritte wah- 
rend der Behandlung, weil relativ viel Flussigkeit an den 
Flachen, Kanten und Ecken haften bleibt, und das Frei- 
spulen der Chemikaiien umstandltcher wird. Wenn der 
Trager jedoch keineseitlichen Fuhrungen aufweist, feh- 
len auch seitliche Fuhrungen fur die Substrate wahrend 
des Aushubs. Bei den bekannten Vorrichtungen werden 
die seitlichen Tragerfuhrungen dazu benutzt, die Sub- 
strate wahrend des Herausfahrens aus einem Bad zu 
haften, urn die Substrate beim Ausheben aus dem Tra- 
ger vor dem Umfallen zu schutzen. 
[0005] Aus der JP 5-27 06 60 (A) ist eine Vorrichtung 
der eingangs genannten Art bekannt, bei der eine Aus- 
hubvorrichtung mit inem Transportschlitten zum Ein- 
und Ausbringen von Substraten und Substrattrag r in 
und aus einem Behalter zur chemischen NaBbehand- 



lung vorgesehen ist Wi imFali des Aus- und Einbrin- 
gens bei der aus der EP 0 385 536 A b kannt nAnord- 
nung bleiben di Substrat im Trager, d r zusamm n 
mit dem Trag r in- und ausgebracht wird. 

5 [0006] Aus d r US 52 99 901 ist in Substrat-Hand- 
habungsgerat bekannt, bei der ein erster Transport- 
schlitten einen Trager fur die Substrate und ein zweiter 
Transportschlitten die Substrate in und aus dem Trager 
bewegt. Das Ein- und Ausbringen von Substraten bzw. 

10 Substrattragem aus einem Behafter fur chemische 
NaBbehandlung von Substraten und die damit verbun- 
denen Erfordemisse und Schwierigkeiten sind in dieser 
Druckschrift nicht angesprochen. 
[0007] Aus der US 49 63 069 ist eine Substrat-Hand- 

« habungsvorrichtung bekannt, bei der ein Substrat-Tra- 
ger mittels einer Hubvonichtung auf und nieder bewegt 
wird und zusatzlich eine Kolben-Zylindereinheit mit ei- 
ner Gelenkverbindung zur Hubstange vorgesehen ist, 
um den Substrat-trager aus der Hubbewegung heraus 

20 zu bewegen. 

[0008] Aus der D E 34 25 267 C2 ist eine Vorrichtung 
zum Transportieren und individuellen Behandeln von 
Substraten bekannt, bei der die Substrate inn em alb des 
Substrattragers und aus diesem heraus angehoben 

25 werden. 

[0009] Die US 34 93 093 zetgt und beschreibt eine 
Transport- und Handhabungsvorrichtung, mit der Ge- 
genstande angehoben bzw. transportiert werden, bet 
der eine Steuerkurve eingesetzt wird. 
30 [001 0] Aus der US 4 722 752 ist eine Vorrichtung und 
ein Verfahren zum Spulen und Trocknen von Wafem be- 
kannt, mit einer Aushubvorrichtung zum Ein- und Aus- 
bringen wenigstens eines Wafertragers und der Wafer, 
wobei die Aushubvorrichtung einen ersten Transport- 
as schlitten fur eine Waferanhebevorrichtung und einen 
zweiten Transportschlitten fur einen Wafertrager-Halter 
aufweist. 

[001 1 ] Der Erf indung liegt die Auf gabe zu grunde t eine 
Anlage bzw. ein Verfahren fur die chemische NaBbe- 

^o handiung, insbesondere fur eine Spulung und/oder 
Trocknung zu schaffen bzw. anzugeben, bei der bzw. 
bei dem ein kontinuieritches und sicheres Aus- bzw. Ein- 
heben der Substrate moglich ist. 
[0012] Die gestellte Aufgabe wird erfindungsgemaB 

45 dadurch gelost, daB die Aushubvorrichtung einen er- 
sten Transportschlitten fur die Substrate und einen 
zweiten Transportschlitten fur den Substrattrager auf- 
weist, die uber eine Gelenkverbindung untereinander 
verb u nden sind. Dadurch ist eine getrennte Aushub- 

so steuerung fur die Substrate und den Substrattrager und 
damit eine optimale Anpassung der Bewegungen an die 
ProzeBerfordemtsse moglich. Eine derartige Vert) in- 
dung mit der Moglichkeit einer Relatrvbewegung der 
Schlitten zueinander fuhrt zu einer optimalen Anpas- 

55 sung der Bewegungen der beiden Schlitten und damit 
d r Substrat und des Substrattragers. Die rfindungs- 
gemaBen Merkmale und MaBnahmen rmoglich ndas 
kontinuieriiche Herausfahr n der Trager mit den darin 
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enthaltenen Substraten und das nachfolgende Heraus- 
heben der Substrate aus dem Trager, ohne daB wah- 
rend dieses gesamten Vorgangs in Stillstand Oder ein 
starkes Vermin dem der Geschwindigkeit d r herauszu- 
fahrenden Trager insbesondere auch wahr nd des 
Wechsels von der Bewegung des Tragers zur Bewe- 
gung der Substrate relativ zum Trager eintritt. Bei der 
Behandlung von Tragem, insbesondere von Wafern ist 
es namlich sehr wichtig, daB ein Stillstand wahrend des 
Aushebens der Wafer aus dem Behandlungs-, Spul- 
oder Reinigungsbad nicht auftritt, weil andemfaJts bei 
Unterbrechen des Bewegungsvorgangs sich im Bereich 
des Clbergangs aus der Russigkeit in den Raum ober- 
haib der Flussigkeitsoberflache Parti kel auf dem Wafer 
absetzen. Durch den mit den erfindungsgemaBen 
MaBnahmen moglichen Different] a I hub zwischen Tra- 
ger und Substraten ist eine stetige, kontinuierliche Be- 
wegung der Substrate bus der Russigkeit heraus und 
insbesondere durch die Flussigkeitsoberflache hinweg 
moglich. 

[0013] Vorteilhafte AusfQhrungsformen der Erfindung 

sind in den Unteranspruchen angegeben. 

[0014] Vorzugsweise ist der erste Transportschlitten 

mit einer Antriebsvonichtung verbunden. Der zweite 

Transportschlitten wird dabei nicht selbststandig son- 

dem nur uber den ersten Transportschlitten angetrie- 

ben. 

[0015] GemaB einer weiteren vorteilhaften Ausfuh- 
rungsform der Erfindung weist die Gelenkverbindung 
zwei Schenkel auf, wobei ein erster Schenkel mit dem 
ersten Transportschlitten und ein zweiter Schenkel mit 
dem zweiten Transportschlitten gelenkig verbunden ist. 
Die den Transportschlitten abgewandten Enden der 
Schenkel sind uber ein Stift drehbar verbunden. 
[0016] Vorteilhafterweise lauft ein vorstehender Be- 
reich des die beiden Schenkel verbindenden Stifts an 
einer Steuerkurve ab. Die Steuerkurve gibt dadurch den 
Bewegungsablauf des Verbindungspunkts der beiden 
Schenkel vor. Durch eine geeignete Wahl der Steuer- 
kurve kann auf die Bewegung der ersten und zweiten 
Transportschlitten zusammen, aber auch unabhangig 
voneinander EinfluB genommen werden. Dadurch wird 
ein Differenzhub realisiert, der anfanglich die Substrat- 
trager und die Substrate gemeinsam in gleicher Ge- 
schwindigkeit bewegt und dann die Bewegung des Sub- 
strattragers anhaft, wahrend sich die Substrate welter 
bewegen. Durch die Verbindung eines Substrattragers 
ohne seitliche Fuhrungen, die auch unter der Bezerch- 
nung "Low Mass Carrier Oder "Low Profile Carrier" be- 
kannt sind, mit einem derartigen Differenzhubmecha- 
nismus entfallen fest installierte Substrattrageraufnah- 
men im Behaiter, die fur das Prozessieren von Stan- 
dardcarriern erforderlich sind. 

[0017] Vorteilhafterweise weist die Steuerkurve ein en 
geraden, parallel zur Bewegungsrichtung veriaufenden 
Abschnitt und ein n sich an den geraden Abschnitt an- 
schlieBenden Kurv n abschnitt auf; es vergroBert sich 
der Abstand zwischen dem ersten und zweiten Trans- 



portschlitt n, und damit zwisch n den Substrat n und 
dem Substrattrager, w nn d r Stift auf dem Kurvenab- 
schnitt ablauft. Durch die VergroBerung des Abstands 
zwischen den Substraten und den Substrattragern wer- 

5 den die Substrat aus dem Substrattrag r gehoben. 
[0018] Vorteilhafterweise ist die Form des Kurvenab- 
schnitts so gewahlt, daB sich der Abstand zwischen 
dem ersten und zweiten Transportschlitten stetig ver- 
groBert. Dadurch ist eine konstante Aushubgeschwin- 

io digkeit der Substrate sichergestellt, so daBTrocknungs- 
flecken und Partikelanhaufungen an den Substraten 
aufgrund ruckartiger Bewegungen oder gar Stillstand si- 
cher vermieden werden. 

[0019] Vorzugsweise ist die Form des Kurvenab- 

15 schnitts in seinem Endbereich so gewahlt, daB der zwei- 
te Transportschlitten allmahlich zum Stillstand kommt. 
Der Punkt, an dem der zweite Transportschlitten zum 
Stillstand kommt, ist so gewahlt, daB der zweite Trans- 
portschlitten vorzugsweise dann zum Stillstand kommt, 

20 wenn die Substrate mit einer Fuhrung auBerhalb des 
Substrattragers in Eingriff kommen, der Substrattrager 
jedoch noch nicht mit den auBerhalb des Beckens vor- 
gesehenen Substratfuhrungen kollidiert. 
[0020] Vorteilhafterweise ist der erste Transportschlrt- 

25 ten mit einer messerartigen Anhebevorrichtung, auch 
"Messer" genannt, verbunden, der bzw. das die Sub- 
strate an einem Punkt unterstOtzt, so daB nur ein punkt- 
fdrmiger Kontakt stattfindet. Dieser Kontakt des Sub- 
strats vertaBt das Fluid zuletzt beim Herausfahren. Die 

30 Messerform hat den Vorteil, daB an dieser Stelle auf den 
Substraten befindltches Fluid durch die messerartige 
bzw. spitze Form abgeleitet wird. Das "Messer" ist mit 
Einkerbungen versehen, die die Substrate vor dem Ver- 
rutschen schutzen. 

35 [0021] Es werden die messerartige Anhebevonich- 
tung und der Substrattrager mit gleicher Geschwindig- 
keit angehoben, wenn der Stift aus dem geraden Ab- 
schnitt der Steuerkurve ablauft. Dies ist dann der Fail, 
wenn sich die Substrate wahrend des Anhebens noch 

40 im Substrattrager bef inden . Der zweite Transportschlit- 
ten kommt erst dann zum Stillstand, wenn die Substrate 
in Fuhrungen auBerhalb des Substrattragers in Eingriff 
kommen. 

[0022] Falls eine Haube uber dem Behaiter angeord- 
45 net ist, insbesondere bei einem Trocknungsvorgang, ist 
es besonders vorteilhaft, wenn die Fuhrungen innen an 
den Seitenwanden der Haube ausgebildet sind. Die 
Haube, die primar zur Abdeckung des Behalters bzw. 
des Beckens vorgesehen ist, dient somit auch zur Fuh- 
50 rung der Substrate, wenn diese nicht in Eingriff mit dem 
Substrattrager stehen. Vorteilhafterweise ist an der 
Deckwand der Haube eine Diffusorplatte angeordnet, 
um eine Isopropylalkohol (IPA)/N 2 -Atmosphare zur Ver- 
besserung des Trocknungsvorgangs zu erzeugen. 
55 [0023] Vorteilhafterweise weist die erflndungsgema- 
Be Aushubvorrichtung zusatzlich einen los- und arretier- 
baren Klinkmechanismus auf, der den rsten und zwei- 
ten Transportschlitt n starr miteinander v rbind t. Die 
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starre Verbindung zwisch n dem rsten und zwerten 
Transportschlitten, entspricht der Bewegung des Stifts 
der G lenkverbindung auf dem parallel zur Bewegungs- 
richtung vertaufenden Abschnitt der Steuerkurv . Bei 
verriegertem Klinkmechanismus ist der Substrattrager 5 
mrt den Substraten vollstandig aus dem Behalter aus- 
hebbar, beispielsweise dann, wenn sich die Glbergabe- 
position des Substrattragers im oberen Beckenbereich 
befindet, und insbesondere wenn der Substrattrager mit 
den Substraten in das Becken ein- oder aus dem Bek- 
ken ausgebracht werden soil. Vorzugsweise ist ein Zy- 
linder vorgesehen, der den Klinkmechanismus fur eine 
einfache Steuerung ent- und/oder verriegelt, insbeson- 
dere bei Verwendung der Anlage als Modul eines auto- 
matisch zu beladenden Systems. Durch den losbaren 
Klinkmechanismus wird gewahrieistet, daB die Trans- 
portschlitten gemeinsam zum Be- bzw. Entladen in die 
obere Position fahren konnen, jedoch auch zum Aushe- 
ben der Substrate aus dem Substrattrager getrennt wer- 
den konnen. 

[0024] Der vori legend en Ertlndung liegt weitertiin die 
Aufgabe zugrunde, die Ausbeute bei der Herstellung 
von Halbleiterchips und/oder Wafem bzw. mrt den zuvor 
beschriebenen Vonichtungen weiter zu erhdhen, den 
Verf ah ren sab lauf wetter zu vereinfachen, und die Ferti- 
gungsqualitat zu verbessem. 

[0025] Diese Aufgabe wird im Zusammenhang mrt 
den zuvor genannten Vonichtungen oder An lag en erfin- 
dungsgemaB dadurch geldst, daB eine verschiebbare 
Haube uber dem Becken vorgesehen ist, und daB die 
Haube eine Tropfschutzvorrichtung aufweist. Insbeson- 
dere dann, wenn wenigstens zwei Becken zur Behand- 
lung von Substraten nebeneinander angeordnet sind, 
tritt bei den herkommlichen Vonichtungen der Nachteil 
auf, daB beim Einsetzen oder Ausfahren nasser Sub- 
strate und/oder Substrattrager Tropfen auf die Hauben 
benachbarter Behandlungsbecken fallen. Wenn darauf- 
hin die Haube uber den Becken verf ah ren wird, um bei- 
spielsweise im Becken abgetrocknete Substrate und/ 
oder Substrat halter aus dem Becken zu entnehmen, ist 
die Gefahr groB, daB Tropfen seitlich an der Haube ab- 
laufen und auf die jeweils trockenen Substrate fallen. 
Dieser Nachteil wird durch die erfindungsgemaBe 
MaBnahme, an der Haube eine Tropfschutzvorrichtung 
vorzusehen, behoben. 

[0026] Vorzugsweise ist die Tropfschutzhaube eine 
Abtropfplatte, die entweder auf der Oberseite der Haube 
angeordnet oder in Form eines Kragens um die Haube 
herum angebracht bzw. ausgebildet ist. Die Anordnung 
der Abtropfplatte bzw. des Kragens hangt im wesentli- 
chen von der raumlichen Situation ab und wird entspre- 
chend dem vorhandenen Platz gewahlt. 
[0027] GemaB einer sehr vorteilhaften Ausfuh rungs- 
form der Erf indung steht die Platte bzw. der Kragen uber 
die Haubenabmessungen hinweg vor, wobei gemaB ei- 
n r besonders vort ilhaften Ausfuh rungsform der Erfin- 
dung die Abtropfplatt und/oder der Krag n zu derjeni- 
gen Seit der Haub sen rag nach unten weist, in die die 



Haub bei Offn n des Beck ns verschoben wird. Auf 
diese Weise ist stchergestellt, daB auf der Seite der 
Haub , di uber das ft ne Becken hinwegleitet, kein 
RQssigk it ablaufen und ins Beck n tropf n kann, weil 
di Abtropfplatt bzw. der Kragen uber di Seit nwan- 
dung der Haube hinausragt und von der Sertenwand 
bzw. von der Haubenoberseite nach oben west und da- 
her FIQssigkeit nicht abtropfen kann. Die auf die Haube 
gelangende FIQssigkeit bzw. die an den Seitenflachen 
bis zum Kragen ablaufenden Tropfen werden uber die 
Abtropfplatte bzw. den Kragen sen rag auf die Seite der 
Haube gefuhrt, die beim Offnen und SchlieBen des Bek- 
kens nicht uber das off en e Becken gelangt. 
[0028] GemaB einer werteren Ausfuh rungsform der 
Erflndung ist uber dem Rand des Beckens, uber die die 
Haube nicht verschoben wird, am Becken eine Becken- 
rand-Abtropfschrage angebracht, die verhindert, daB 
FIQssigkeit von oben auf den Beckenrand tropfen und 
diesen verunreinigen bzw. wieder benetzten kann, 
wenn beispielsweise Substrate und Substrathalteruber 
diesen Bereich transportiert werden. 
[0029] Die gestellte Aufgabe wird bei den zuvor ge- 
nannten Vonichtungen und Anlagen auch dadurch ge- 
lost, daB das Becken eine Reinigungsoffnung aufweist. 
Bei der Behandlung von Substraten, insbesondere 
Wafem, im Becken kommt es wahrend der Behandlung 
oder wah rend der Manipulation der Wafer vor, daB diese 
brechen oder Teile davon abbrechen, die danach im 
Becken verbleiben. Diese Ruckstande muBten aufwen- 
dig von oben entfernt werden. Durch die erfindungsge- 
maBe MaBnahme, das Becken mit einer Reinigungsoff- 
nung zu versehen, ist das Entfemen von Ruckstanden 
oder zerbrochenen Wafem wesentiich einfacher. Dazu 
ist die Reinigungsoffnung vorteilhafterweise mit einem 
abnehmbaren, vorzugsweise abschraubbaren Flansch 
abgeschlossen, wobei die Reinigungsoffnung vorteil- 
hafterweise an einer Seite des Beckens am oder nahe 
dem Beckenboden vorgesehen ist. Dadurch ist ein di- 
rekterZugriff zu den Ruckstanden und Waferbruchstuk- 
ke im Tank schnell und unkompliziert moglich. 
[0030] Die gestellte Aufgabe wird bei den zuvor ge- 
nannten Anlagen auch dadurch gelost, daB im Dampf- 
bereich eine lonisationsvomchtungzum Vemindem sta- 
tiscfier Aufladungen vorgesehen ist. Im Dampfbereich 
und insbesondere auch durch die Abtropfvorgange und 
flieBenden Behandlungsfluids, wie destilliertes Wasser 
usw. t entstehen im Behandlungsraum obemalb der 
Wasserflache bzw. in der das Becken nach oben ab- 
schlieBenden Haube lonen, die zu einer statischen Auf- 
ladung fuhren und Beschadigungen an den Substraten 
verursachen. Durch die statische Auf ladung werden teil- 
weise sehr hohe statische Spannungen aufgebaut, die 
zu Durchbruchen fuhren und auch dadurch die Substra- 
te beschadigen. Durch Erzeugen von lonen werden die 
statischen Aufladungen abgebaut und es sind keine Be- 
schadigung n der Wafer mehr durch statisch Aufla- 
dungen moglich. Im Dampfbereich befindet sich vor- 
zugsweise StJckstoff und/oder Isopropylalkohol. 
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[0031] GemaB iner vort ilhaft n Ausfuhrungsform 
d r Anlage ist ein ionisationseinrichtung im Dampfbe- 
reich verges h n, wobei di ionisationseinrichtung vor- 
zugsweise w nigstens einen lonisierungsstab an we- 
nigst ns iner Innenwand der Haube aufweist.Vorzugs- 
weise umfaBt die lonisierungseinrichtung wenigstens 
eine Gegenelektrode, die vorteilhafterweise ebenfalls 
an einer Innenwand der Haube in einem gewahlten Ab- 
stand zum lonisierungstab bzw. zu den fontsierungsta- 
ben angeordnet ist. Die Gegenelektrode liegt vorzugs- 
weise an Masse bzw. am AnschluB einer Hochspan- 
nungsquelle, mit derem anderen AnschluB der lonisie- 
rungsstab verbunden ist. 

[0032] Der lonisierungsstab ist vorzugsweise mit ei- 
ner Hochspannung von 5 bis 25 kV beaufschlagt, wobei 
die Hochspannung gepulst ist. Die Pulse weisen vor- 
zugsweise eine Impulsdauer von 1 bis 100 ms. Vorteil- 
hafterweise ist das Tastvemaltnis der Impulse im Be- 
reich von 1:8 bis 1:12. 

[0033] Eine Verbesserung der Fertigungsqualitat wird 
bei den zuvor genannten Anlagen auch dadurch er- 
reicht, daB wenigstens eine MeBsonde zur Uberwa- 
chung der Gaskortzentration, der Gasgemisch-Anteile 
und/oder des Gas- bzw. Gasgemischgehatts im Dampf- 
bereich vorgesehen ist. Vorzugsweise werden die von 
der MeBsonde ermittetten MeBwerte zur Steuerung 
bzw. RegelungderGaskonzentration, der Gasgemisch- 
Anteile und/oder des Gas- bzw. Gasgemischgehatts im 
Dampfraum herangezogen. Auf diese Weise istesmog- 
lich, L uber den gesamten Fertigungs- und Behand- 
lungsablauf optimale Verhattnisse im Dampfbereich 
aufrecht zu erhatten, so daB eine hohe Fertigungsqua- 
litat und geringer AusschuB gewahrleistet ist. 
[0034] Die Fertigungsqualitat wird gemaB einer wei- 
teren erfindungsgemaBen Ausfuhrungsform der zuvor 
genannten Vorrichtungen auch dadurch erreicht, daB in 
einer Leitung, uber die das Behandlungsfluid abflieBt, 
ein Flowmeter zur Ermittlung der DurchfluBmenge des 
Behandlungsfuids angeordnet ist. Dadurch ist es mog- 
lich, abweichende DurchfiuBmengen schnell festzustel- 
len und/oder die vom Flowmeter ermittetten MeBwerte 
zur Steuerung bzw. Regelung der ein- und/oder ausstro- 
menden Fluidmenge heranzuziehen. In der Zu- und/ 
oder AbfluBleitung ist dazu vorzugsweise ein Ventil, ins- 
besondere ein von einem Motor gesteuertes Ventil vor- 
gesehen, wobei der Motor bzw. das Ventil in Abhangig- 
keit von den MeBwerten des Flowmeters gesteuert bzw. 
geregelt wird. 

[0035] Bei den zuvor beschriebenen Anlagen werden 
die Fertigungskosten erfindungsgemaB dadurch klein 
gehalten, daB das aus dem Becken ausstromende Be- 
handlungsfluid in einer WiederaufbereitungsanEage 
wiederaufbereitet wird. Dies verringert nicht nur die Her- 
stellungskosten sondem dient auch der Umweltvertrag- 
lichkert des Verfahrens. Das wiederaufbereitete Fluid 
wird vorzugsweis im Fluidbeck n wi d r v rw ndet. 
Das gesamt wiederaufber itete Fluid od r in T il hier- 
von kann nach der Wi deraufbereitung auch in die 
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Brauchwass rabl itung abg lassen werden. Dies ist 
insbesondere dann von Vorteil, wenn das Fluid etwa b i 
einem Trocknungsv rfahren von Substrat n destillier- 
tes Wass r ist, das nach der Aufb r itung problemlos 
in das kommunal Abwass rsystem eingeleitet werd n 
kann. 

[0036] Bevorzugterweise wird die erfindungsgemaBe 
Aushubvorrichtung bei einem Trocknungsverf ah ren ein- 
gesetzt. Dabei werden die Substrate aus einem Spul- 
fluid ausgehoben und der Substrathatter im Becken be- 
lassen. AnschlieBend wird der Fluidspiegel unter den 
Substrathatter abgesenkt, was beispielsweise durch 
Off n en eines Abflusses bewirkt wird. AnschlieBend wer- 
den die getrockneten Substrate zuruck in den ebenfalls 
trockenen Substrathatter abgesenkt. DieTrocknung der 
Substrate geschieht also wan rend des Ausbringens der 
Substrate aus einem Becken, wan rend der Substrattra- 
ger durch das Absenken des Flussigkeitsspiegels des 
Sputfluids getrocknet wird. 

[0037] Die Erfindung sowie weitere Einzelherten und 
Vorteile derselben wird bzw. werden nachfolgend an- 
hand von Ausfuhrungsbeispielen unter Bezugnahme 
auf die Zeichnungen ertautert. Es zeigen: 



25 Fig. 1 eine Ansicht der Ruckseite einer Ausfuh- 
rungsform einer Aushubvorrichtung fur eine 
erfindungsgemaBe Trockungsanlage; 
Fig. 2 eine Seitenanstcht der Aushubvorrichtung 
gemaB der Fig. 1 ; 
30 Fig. 3 eine Querschnittsansicht der Trocknungs- 
anlagezurchemischen NaBbehandlung und 
gletchzeitig einen ersten Schritt eines erfin- 
dungsgemaBen Trocknungsvorgangs; 
Fig. 4 einen zweiten Schritt eines erfindungsge- 
35 maBen Trocknungsvorgangs; 

Fig. 5 einen dritten Schritt eines erfindungsgema- 
Ben Trocknungsvorgangs; 
Fig. 6 einen vierten Schritt eines erfindungsgema- 
Ben Trocknungsvorgangs; 
40 Fig. 7 einen funften Schritt eines erfindungsgema- 
Ben Trocknungsvorgangs; 
Fig. 8 einen sechsten Schritt eines erfindungsge- 
maBen Trocknungsvorgangs; 
Fig. 9 einen siebten Schritt eines erfindungsgema- 
45 Ben Trocknungsvorgangs; 

Fig. 10 einen achten Schritt eines erfindungsgema- 
Ben Trocknungsvorgangs 
Fig. 1 1 eine Ausfuhrungsform der erfindungsgema- 
Ben Vorrichtung in schematischer Darstel- 
so tung mit einer Abtropfplatte uber der Haube 

Fig. 12 eine weitere Ausfuhrungsform der erfin- 
dungsgemaBen Vonichtungmit einer Tropf- 
schutzvorrichtung in Form eines urn eine 
Haube herum angeordneten Kragens; 
55 Fig. 13 die Ausfuhrungsform gemaB Fig. 12 in Auf- 
sicht; 

Fig. 14 eine S ft nansicht in r Ausfuhrungsform 
der erfindungsgemaBen Vorrichtung mit t- 
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ner R inigungsoffnung im Becken; 
Fig. 15 einen schematischen Querschnitt entlang 
derinFtg. 14 ing z ichn ten Schmttiinie I- 
I und 

Fig. 16 eine Ausfuhrungsform d r Haube mit in r 
lonisationseinrichtung in schematischer 
Darstellung. 

[0038] In den Fig. 1 und 2 ist eine Aushubvorrichtung 

1 einer erfindungsgemaBen Anlage 20 zur Trockung 
von Wafern 25 entsprechend Fig. 3 dargesteltt. Die Aus- 
hubvorrichtung 1 weist einen ersten Transportschlitten 

2 mit einem Tragerarm 14 fur eine messerartige Anhe- 
bevorrichtung 16 und einen zweiten Transportschlitten 

3 mit einem Tragerarm 1 5 fur den Subtrattrager 1 7 auf , 
die durch eine Gelenkverbindung 4 miteinander verbun- 
den sind. Die Gelenkverbindung 4 umfaBt einen ersten 
Schenkel 5 und einen zweiten Schenkel 6, der mit dem 
ersten Transportschlitten 2 bzw. mit dem zweiten Trans- 
port schitten 3 gelenkig verbunden ist. Die beiden 
Schenkel 5, 6 stehen uber einen Stift 7 miteinander in 
Verbindung. Der erste Transportschlitten 2 wird von ei- 
nem (nicht gezeigten) Motor angetrieben und zieht beim 
Aushub uber die Gelenkverbindung 4 den zweiten 
Transportschlitten 3 auf einer Fuhrungsschiene 10 mit 
nach oben. Dabei lauft der Stift 7 eine Steuerkurve 11 
ab, die aus einem geraden Abschnitt 12 und einem 
krummen Kurvenabschnitt 13 besteht. 

[0039] Bewegt sich der Stift 7 auf dem geraden Ab- 
schnitt 12, so bildet die Gelenkverbindung 4 im wesent- 
lichen eine starre Verbindung zwischen dem ersten und 
zweiten Transportschlitten 2, 3. In diesem Zustand wird 
der Substrattrager 1 7 mit den darin befindlichen Waf em 
25 angehoben, wahrend die messerartige Anhebevor- 
richtung 1 6 noch nicht an den Wafern 25 anliegt. Ab Be- 
ginn des Kurvenabschnitts 13 der Steuerkurve 11 wird 
der zweite Transportschlitten 3 altmahlich langsamer als 
der erste Transportschlitten 2. Dadurch kommt die mes- 
serartige Anhebevorrichtung 16 in Beruhrung mit den 
Wafern 25 und hebt diese an und aus den Hatterungen 
des Substrattragers 17 heraus. Zu diesem Zeitpunkt 
werden die Wafer 25 jedoch bereits in Fuhrungen 39 ei- 
ner Haube 22 gehalten, wie dies aus der nachfolgenden 
noch zu beschreibenden Figur 5 ersichtlich ist Der 
Transportschlitten 3 kommt dabei jedoch nicht vol Istan- 
dig zum Stillstand, sondem lauft entsprechend der Kur- 
venform des Kurvenabschnitts 13 der Bewegung des 
ersten Transportschlittens 2 nach, da die Schenkel 5 t 6 
die Moglichkeit haben, sich urn den Stift zu drehen und 
dadurch ihren Winkel zueinander kontinuierlich zu ver- 
groBern. Der Zeitpunkt des Stillstands des zweiten 
Transportschlittens 3 ist dann erreicht, wenn der Stift 7 
an einer Stelle des Kurvenabschnitts 13 gelangt ist, an 
der er in einen Kreisbogen Qbergeht, dessen Radius 
dem Abstand zwischen Stiftachse und der Drehachse 
desV rbindungspunkteszwisch ndemzw it n Schen- 
kel 6 und dem zw iten Transportschlitt n 3 ntspricht. 
Das Eigengewtcht des Transportschlitten 3 bewirkt da- 



bei den Stillstand. 

[0040] Der Radius des Ber tens des Kurvenab- 
schnitts 13, der sich zwischen dem geraden Abschnitt 
12 und dem Stilistandspunkt des Kurvenabschnitts 13 

s befindet, ist dabei groBer als der Radius des Ber tchs 
des Kurvenabschnitts 13 nach dem Stilistandspunkt. 
[0041 ] In den Fig. 3 bis 1 0 ist der Ablaut eines Trock- 
nungsverfahrens unter Verwendung der dort nicht dar- 
gestellten Aushubvorrichtung 1 wiedergegeben. In den 

10 Rg. 3 bis 1 0 bezeichnen gleiche Bezugszeichen gleiche 
Elemente. 

[0042] GemaB Rg. 3 weist die erfindungsgemaBe An- 
lage 20 ein Becken oder einen Behafter21 auf, uber den 
sertlich eine Haube 22 geschoben wird. Innerhalb des 

15 Beckens 21 ist die von dem Substratarm 14 getragene 
messerartige Anhebevorrichtung 1 6 sichtbar. 
[0043] Ein Substrattrager 17 mit darin angeordneten 
Wafem 25 wird von einem Anlagenhandler 24 auf die in 
ihrer unteren Endstellung befindliche Aushubvorrich- 

20 tung 1 aufgesetzt Ein Spulfluid 23 stromt von unten in 
das Becken 21 und stromt uber eine Uberiauf kante 28 
in ein auBeres Uberlaufbecken 29. Da sich die Aushub- 
vorrichtung 1 in ihrer unteren Endstellung befindet, sind 
die Wafer 25 vollstandig in das Spulfluid 23 eingetaucht. 

25 [0044] Der Substrattrager 1 7 besitzt zwei parallel an- 
geordnete Seitenplatten, von denen in der Ansicht der 
Figur3 nureine Seitenplatte30 erkennbar ist. Zwischen 
den Seitenplatten sind vier Stabe 31 , 32, 33, 34 mit 
Querschlitzen fur die Aufnahme der Wafer 25 ange- 

30 bracht. 

[0045] Ein Gas wird von oben in die Haube 22 geleitet 
und tritt uber die Uberiaufdffnungen des Beckens aus 
dem Trocknungsraum aus. 

[0046] Die Einleftung des fur die Trocknung verwen- 

35 deten Gases erfolgt uber ein Langsrohr innerhalb des 
oberen Deckelbereichs der Haube 22. Die zwischen 
dem Langsrohr und dem Deckelinnenvolumen ange- 
ordnete Diffusorplatte besitzt ein definiertes Loch bi Id, 
das eine gleichmaBige Gasverteilung uber die Breite 

40 und Lange des Deckes bewirkt. Wenn gleichzeitig meh- 
rere Substrattrager 1 7 in einer Trocknungsanlage 20 po- 
zessiert werden, befinden sich vorzugsweise im Deckel 
an den Frontserten der Waferpakete jeweils Trennwan- 
de, die dafur sorgen, daB in der Haube 22 fur die ein- 

45 zelnen Waferpakete eine gleichmaBige Verteilung des 
Gases, vorzugsweise eines IPA/N 2 -Gemisches fur den 
gesamten Raum garantiert wird. Andemfalls konnten 
sich unterschiedliche Stromungs-Verhaltnisse ergeben, 
so daB einzelne Wafer 25 der Pakete unterschiedliche 

so Trocknungsergebnisse aufweisen . Zu r Fun rung der Wa- 
fer 25 sind an gegenuberliegenden I nnenseitenf lichen 
Fuhrungsschlitze 39 ausgebildet. Die Fuhrungsschlitze 
39 in der Haube 22 sind urn etwa 5 Grad geneigt. Ent- 
sprechend werden die Substrattrager 1 7 mit dem glei- 

55 chen Neigungswinkel in das Becken 21 abgesenkt. Da- 
durch ist di Lage der Wafer 25 wahrend des gesamten 
Trocknungsprozesses definiert und di Trocknung des 
Substrattragers wird ebenfaJIs v rbessert. 
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[0047] Di Darst Hung der erfindungsgemaBenAnla- 
ge gemaB Fig. 4 unterscheidet sich von der in Fig. 3 
lediglich dadurch, daB die Haub 22 uber das Becken 
21 gefahren ist. Danach wird d r Substrattrager 17 mit 
dem Wafer 25 angeh ben. 

[0048] Dabei lauft der Strft 7 durch den Antrieb des 
ersten Transportschlittens 2 auf dem geraden Abschnitt 
12 der Steuerkurve 11 ab. 

[0049] In Fig. 5 ist der Punkt der Bewegung erreicht, 
an dem der Stift 7 den geraden Abschnitt 12 der Steu- 
erkurve 11 vertaBt und den Kurvenabschnrtt 13 der 
Steuerkurve 11 abzulaufen beginnt. Die Form und Gro- 
Be der Steuerkurve 11 ist derart ausgebildet, daB dieser 
Punkt dann erreicht wird, wenn die Wafer 25 mit den 
seitiichen Fuhrungen 39 in der Haube 22 in Eingrif? kom- 
men, so daB der Substrattrager 17 nicht mehr zur Fun- 
rung der Wafer 25 benotigt wird. Die Wafer 25 werden 
danach durch die messerartige Aushebevorrichtung 16 
angehoben. 

[0050] Nach dem Ausfahren der Wafer 25 aus dem 
SpGffluid 23 werden die Wafer 25 getrocknet. DerTrock- 
nungsvorgang wird durch die IPA/N 2 -Atmosphareober- 
halb des Behaiters 21 unterstutzt, da sich das Gas mit 
dem Spuffluid 23 auf den Substraten 25 mischt und 
durch den Gradienten in den Oberflachenspannungs- 
kraften verhindert wird, daB ein Flussigkeitsfilm auf dem 
Substrat 25 verbleibt. 

[0051] GemaB Fig. 6 bleibt der Substrattrager 17 
langsam gegenuber der messerartigen Aushebevor- 
richtung 16 zuruck. Dadurch ubemimmtdie messerarti- 
ge Aushebevorrichtung 1 6 das weitere Ausheben der 
Wafer 25 aus dem Behaiter 21 . 
[0052] In Fig. 7 ist die Stellung des Substrattragers 1 7 
gezeigt, in der dieser vollstandig stehen bleibt und sich 
nur noch die messerartige Aushebevorrichtung 1 6 nach 
oben bewegt. Dadurch wird der Substrattrager 17 nicht 
an die Fuhrungen 39 der Haube 22 gedmckt, was an- 
demfalls zu einer Beschadigung der Fuhrungen und ei- 
ner Zerstdrung des Substrattragers 17 fuhren wurde. 
[0053] Fig. 8 zeigt das Ende des Trocknungsvor- 
gangs der Substrate 25. Die Wafer 25 haben den hdch- 
sten Punkt ihrer Bewegung erreicht und sind vollstandig 
uber den Flussigkeitsspiegel 27 herausgehoben. Urn 
die Substrattrager 1 7 zu trocknen, wird der Flussigkeits- 
spiegel durch Offnen eines Ablaufes gesenkt. Die Wafer 
25 und die Substrattrager 17 befinden sich dann in der 
IPA/N 2 -Atmosphare befinden. 

[0054] In Fig. 9 ist der Flussigkeitsspiegel 27 des 
Spulfluids 23 unter den Substrattrager 17 abgesunken. 
Inzwischen wurde der anhand der Figuren 4 bis 7 be- 
schriebene Bewegsvorgang in umgekehrter Reihenfol- 
ge durchgefGhrt, so daB sich der Substratarm 14 und 
der Substrattragerarm 15 wieder in ihren unteren End- 
stellungen befinden. Die Wafer 25 und der Substrattra- 
ger 1 7 sind dann getrocknet. 

[0055] GemaB Fig. 10 wird di Haub 22 s itlichver- 
schob n, so daB der Substrattrager 1 7 mit den Wafem 
25 durch den Anlagenhandter 24 aus dem Behaiter 21 



entf mbarist. 

[0056] Bei der in Fig. 11 dargestellten Ausfuhrungs- 
form ein r Vorrichtung zum chemischen Behandeln von 
Substraten ist uber in r oberen Wandung 41 iner 
5 Haub 42 in Tropfschutzeinrichtungin F rm in rAb- 
tropfplatte 43 vorgesehen, die in ein em Winkel von bei- 
spielsweise 5° zur oberen Wand 41 der Haube 42 an- 
gebracht ist Die Abdeckplatte 43 ragt mit ihren seitii- 
chen Enden 44, 45 uber die Seitenwande 46, 47 der 
Haube 42 hinaus. insbesondere dann, wenn minde- 
stens zwei Behandlungsbecken nebeneinander ange- 
ordnet sind, werden behandette, mit Flussigkeit benetz- 
te Substrate bzw. Substrattrager uber die Haube 42 
transportiert, so daB nicht vermieden werden kann, daB 
Flussigkeit auf die Haube 42 bzw. gemaB der voriiegen- 
den Erflndung auf die Abtropfplatte 43 tropft. Ohne Vor- 
handensein der Abtropfplatte 43 wurde diese Flussig- 
keit an den Seiten 46, 47 der Haube 42 als Tropfen ab- 
flieBen und bei Offnen der Haube 42 beispielsweise 
durch Verschieben nach links insbesondere von der 
Seitenwand 47 in ein lediglich schematisch dargestell- 
tes Becken 48 tropfen, in dem sich ein anderes Behand- 
lungsfluid oder bereits getrocknete Substrate und/oder 
Substrattrager befindet bzw. befinden, so daB das Be- 
handlungsfluid verunreinigt wird bzw. die bereits trocke- 
nen Substrate oder Substrat-trager wieder naB werden. 
Die dadurch entstehenden Nachteile, wie beispielswei- 
se haufigeres Auswechseln des Behandlungsfluids 
oder AusschuB durch wieder mit Flussigkeit benetzte 
Wafer werden erfindungsgemaB mit der vorgesehenen 
Abtropfplatte 43 vermieden. Die Abtropfplatte 43 verhin- 
dert ein Herunterlaufen von Tropfen an den Seitenfla- 
chen 46, 47 der Haube 42 und insbesondere auch an 
der Seitenf lache 47, die etwa beim Verfahren der Haube 
42 nach links zur Offnung des Beckens 48 uber das of- 
ten e Becken 48 gelangt. Durch die schrage Anordnung 
der Abtropfplatte 43 in Richtung derjenigen Seite nach 
unten, in die die Haube 42 verfahren wird, lauft bzw. 
tropft die Flussigkeit von der Abtropfplatte 43 auBerhalb 
des Beckenbereichs ab und gelangt daher nicht in das 
Becken 48. 

[0057] Bei der dargestellten Ausfuhrungsform ist auf 
der Seite des Beckens 48, uber die die Haube 42 beim 
Offnen des Beckens nicht bewegt wird, eine zusatzlbhe 
Beckenwand-Abtropf schrage 49 uber diesem Becken- 
rand 50 am Becken befestigt, uber die die von oben auf 
die Abtropfschrage 49 tropfende Flussigkeit abgeleitet 
wird und den Beckenrand 50 nicht erreicht. 
[0058] Die in den Fig. 12 und 13 dargestellte Ausfuh- 
rungsform unterscheidet sich von der in Fig. 11 darge- 
stellten Ausbildung im wesentlichen lediglich dadurch, 
daB die Abtropfschutzvorrichtung in diesem Falle in 
Form eines Kragens 61 ausgebildet ist, der im Bereich 
zumindest der Seitenwande 46 und 47 der Haube 42 
urn die Haube 42 herum oder zumindest im Bereich der 
S it nwand 46, 47 angeordnet ist. Durch di uberste- 
h nden B reich 62, 63 des Kragens 61 ist wiederum 
in entsprech nd r W ise, wie dies anhand von Fig. 11 
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im inzeln nausgefuhrtwurd .gewahrleist t.daBbeim 
Off n en des Beckens 48 durch Verschieb n der Haube 
42 in d r Zeich neben nach (inks Flussigkeit, die von 
oben auf die Haub 2 geiangt, nicht an d n Seitenwan- 
den46,47 ntlang nach unten in das ffen Beck n 48 
abtropfen kann. Die in Fig. 12 dargestellte Beckenrand- 
schrage 49 entspricht derjenigen von Fig. 1 und hat 
auch diesselbe Funktion. 

[0059] Bei der in den Fig. 14 und 15 dargestelften 
Ausfuhrungsform des Beckens 71 ist an seiner schma- 
len Seite 72 ein Rein igungs loch 73 vorgesehen, das am 
unteren Ende in der Nahe des Beckenbodens ausge- 
schnitten ist. 

[0060] Wte insbesondere anhand von Fig. 1 5 ersicht- 
Itch ist, ist das Reinigungsloch 73 mit ein em abnehmba- 
ren Flansch 74 verschlossen und uber Schrauben 75 
am Becken 71 befestigt. Zwischen dem Flansch 74 und 
dem Becken 71 ist bei der dargestelften Ausfuhrungs- 
form weitemin ein Zwischenflansch 76 vorgesehen. Zur 
Abdichtung ist an den Randern des Flansches 74 und/ 
oder des Zwischenflansches 76 eine urn lauf ende Dich- 
tung 77 angeordnet 

[0061] Die Reinigungsoffnung 73 im Becken 71 er- 
laubt ein einf aches Reinigen des Tankbodens und das 
problemlose Entfemen von Ruckstanden Oder zerbro- 
chenen Substraten. 

[0062] Bei der in Fig. 1 6 dargestelften Ausfuhrungs- 
form ist eine lonisierungsvonichtung mit lonisierungs- 
staben 91 , 92 an beiden Seiten 46, 47 der Haube 42 
vorgesehen, die in diesem Ausfuhrungsbeispiel jeweils 
mit Befestigungseinnchtungen 93, 94 im oberen Rand- 
bereich der Haube 42 fixiert sind. 
[0063] In einem gewahlten Abstand untemalb der lo- 
nisierungsstabe 91 , 92 befindet sich jeweils eine Ge- 
genelektrode 95, 96, die beispielsweise geerdet sind 
oder an Masse liegen. 

[0064] Durch Anlegen einer Hochspannung zwischen 
dem jeweiligen lonisierungsstab 91 , 92 und der zuge- 
ordneten Gegenelektrode 95 bzw. 96 werden lonen er- 
zeugt, die eine statische Aufladung der Substrate, der 
Substrattrager und/oder von Bauteilen der Behand- 
lungsvorrichtung vermeiden. Auf diese Weise wird si- 
chergesteltt, daB die mit stattschen Aufladungen ver- 
bundenen Nachteiie, wie Durchschlage oder Uber- 
schtage nicht auftreten und Beschadigungen der Sub- 
strate nicht moglich sind. 

[0065] Die Erfindung wurde anhand bevorzugter Aus- 
fuhrungsbeispiele ertautert. Dem Fachmann sind je- 
doch zahlreiche Abwandlungen und Ausgestaitungen 
moglich. Beispielsweise ist es moglich, dieTropfschutz- 
vorrichtung in Form einer Abtropfplatte 43 oder eines 
Kragens 61 an der Haube 42 je nach den vorhandenen 
Raumverhaltnissen weiter oben oder welter unten an- 
zuordnen, oder das Ma3 der Sen rage nach den jeweili- 
gen Erfordemissen zu wahlen. Weiterhin ist es bei- 
spielsw is moglich, mehrere lonisierungsstabe 91, 92 
und mehr r Gegenelektroden 95, 96 v rzus hen und 
verteilt uber den Behandlungsraum anzuordnen, urn ei- 



ne optimal ,gl ichmaBigelonisationinnemalbd r Hau- 
be 42 zu rreichen. 



5 PatentansprQch 

1. An lag e (20) zur chemischen NaBbehandlung von 
Substraten (25) in einem ein Behandlungsfluid (23) 
enthaltenden Beh alter (21), mit einer Aushubvor- 

10 richtung (1) zum Ein- und Ausbringen wenigstens 
eines Substrattragers (17) und der Substrate (25), 
wobei die Aushubvorrichtung (1) einen ersten 
Transportschlitten (2) fur eine Substrat-An hebevor- 
richtung (16) und einen zweiten Transportschlitten 

'5 (3) fur einen Substrattrager-H after aufweist, da- 
durch gekennzeichnet, daB die beiden Transport- 
schlitten (2, 3) uber eine Gelenkverbindung (4) mit- 
einander verbunden sind. 

20 2. An lag e (20) nach Anspruch 1 , dadurch gekenn- 
zeichnet, daB der erste und der zweite Transport- 
schlitten (2, 3) auf einer vertikaten Fuhrungsschie- 
ne (10) bewegbar ist, und daB der erste Transport- 
schlitten (2) vorzugsweise mit einer Antriebsvor- 

25 richtung verbunden ist. 

3. Anlage (20) nach einem der vorhergehenden An- 
sprOche, dadurch gekennzeichnet, daB die Ge- 
lenkverbindung (4) zwei Sen en ke I (5, 6) aufweist, 

30 wobei ein erster Schenkel (5) mit dem ersten Trans- 
portschlitten (2) und ein zweiter Schenkel (6) mit 
dem zweiten Transportschlitten (3) gelenkig, und 
die den Transportschlitten (2, 3) abgewandten En- 
den der ersten und zweiten Schenkel (5, 6) mitein- 

35 ander uber einen Strft (7) drehbar verbunden sind. 

4. Anlage (20) nach Anspruch 3, dadurch gekenn- 
zeichnet, daB ein vorstehender Bereich des die 
beiden Schenkel (5, 6) verbindenden Stiftes an ei- 
ner Steuerkurve (11) ablauft. 

5. Anlage (20) nach Anspruch 4, dadurch gekenn- 
zeichnet, daB die Steuerkurve (11) einen geraden, 
parallel zur Bewegungsrichtung der Transport- 

^5 schlitten (2, 3) veriaufenden Abschnitt (12) und ei- 
nen sich an den geraden Abschnitt anschlieBenden 
Kurvenabschnitt (13) aufweist, daB der Abstand 
zwischen dem ersten und zweiten Transportschlit- 
ten (2, 3) konstant ist, wenn der Strft (7) auf dem 

50 geraden Abschnitt (12) ablauft, daB sich der Ab- 
stand zwischen dem ersten und zweiten Transport- 
schlitten (2, 3) vergroBert, wenn der Stift (7) auf dem 
Kurvenabschnitt (13) ablauft, daB die Form des 
Kurvenabschnitts (1 3) vorzugsweise so gewahlt ist, 

55 daB sich der Abstand zwischen dem ersten und 
zw it n Transportschlitten (2, 3) stetig vergroBert, 
und daB die Form des Kurvenabschnitts (13) in sei- 
nem Endbereich vorzugsweise so gewahlt ist, daB 
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der zw it Transportschlitten (3) allmahlich zum 
StiUstand kommt. 

6. An I age (20) nach einem der Anspruch e 4 oder 5, 
dadurch g k nnzelchnet, daB d r rst Trans- 5 
portschlitten (2) mit einer messerartigen Anhebe- 
vorrichtung (16) verbunden ist, daB die messerarth 

ge Anhebevorrichtung (16) und der Substrattrager 
(17) mit gleicher Geschwindigkeit angehoben wer- 
den, wenn der Stift (7) auf dem geraden Abschnitt 10 
(12) der Steuerkurve (11) ablauft, daB der zweite 
Transportschlitten (3) zum Stillstand kommt, wenn 
die Substrate (25) in FQhrungen (39) auBerhalb des 
Substrattragers (17) in Ein griff kommen, und daB 
die Fuhrungen vorzugsweise in einer Haube (22) 15 
oberhaib des Behalters (21) ausgebildet sind. 

7. Anlage (20) nach Anspruch 6, dadurch gekenn- 
zeichnet, daB der Aushub der Substrate (25) nach 
dem Stillstand des zweiten Transportschlittens (3) 20 
durch die messerartige Anhebevorrichtung (16) er- 
folgt. 

8. Anlage (20) nach einem der vorhergehenden An- 
spruche, dadurch gekennzeichnet, daB die An la- 25 
ge (20) zum Spulen und/oder Trocknen von Sub- 
straten (25) vorgesehen ist. 

9. Anlage (20) nach einem der vorhergehenden An- 
spruche, gekennzeichnet durch eine GaseinlaBvor- 30 
richtung zum Beaufschlagen der Substrate und/ 
oder des Substrattragers wan rend des Trocknungs- 
vorgangs mit einem Gas, insbesondere einem Gas- 
gem isch aus Isopropylalkohol und Stickstoff. 

35 

10. Anlage (20) nach einem der vorhergehenden An- 
spruche, dadurch gekennzeichnet, daB zusatz- 
lich ein Ids- und arretierbarer Klinkmechanismus 
vorgesehen ist, der den ersten und zweiten Trans- 
portschlitten (2, 3) starr miteinander verbindet, und 40 
daB vorzugsweise ein Zylinder vorgesehen ist, der 
den Klinkmechanismus ent- und/oder verriegett. 

11. Anlage nach einem der vorhergehenden Anspru- 
che, dadurch gekennzeichnet, daB eine ver- ^ 
schiebbare Haube (42) uber dem Behatter (48) vor- 
gesehen ist, und daB die Haube (42) eine Tropf- 
schutzvorrichtung (43, 61) aufweist, daB die Tropf- 
schutzvonichtung eine Abtropfplatte (43) und vor- 
zugsweise auf der Oberseite der Haube (42) ange- so 
ordnet ist. 

12. Anlage nach einem der vorhergehenden Anspru- 
che, dadurch gekennzeichnet, daB eine ver- 
schiebbare Haube (42) uber dem Behatter (48) vor- ss 
ges hen ist, die eine Tropfschutzvorrinchtung (43, 

61) aufweist, w Ich als Kragen (61 ) urn di Haube 
(42) herum angeordnet ist. 



13. An lag nach Anspruch 11 bis 12, dadurch g kenn- 
zeichnet, daB die Abtropfplatt (43) bzw. der Kra- 
g n (61 ) uber die Haube (42) hinweg vorsteht, daB 
die Abtropfplatte (43) bzw. d r Kragen (6 1 ) vorzugs- 
weise zu derj nigen Seite (45) d r Haub (42) 
sen rag nach unten weist, in die die Haube (42) bet 
Offnen des Behalters (48) verschoben wird, und 
daB uber dem Rand (50) des Behalters (58), uber 
die die Haube (42) nicht verschoben wird, vorzugs- 
weise eine Becken ran d-Abtropfsch rage (49) vorge- 
sehen ist. 

14. Anlage nach einem der vorhergehenden Anspru- 
che, dadurch gekennzeichnet, daB der Behalter 
(71) eine Reinigungsoffnung (73) aufweist, daB die 
Reinigungsoffnung (73) mit wenigstens einem 
Flansch (74, 76) abgeschlossen ist, und daB die 
Reinigungsoffnung (73) an einer Seite (72) des Be- 
halters (71) vorzugsweise am oder nahe dem Bek- 
kenboden vorgesehen ist. 

15. Anlage nach etnem der vorhergehenden Anspru- 
che, dadurch gekennzeichnet, daB eine lonisati- 
onsvorrichtung in einer bzw. der in Anspruchen 
11-13 erwahnten Haube (42) uber dem Behalter 
(48) vorgesehen ist. 

16. Anlage nach Anspruch 15, dadurch gekennzeich- 
net, daB die lonisationsvorrichtung in einem 
Dampfbereich vorgesehen ist, in dem das aus dem 
Behalter herausgefahrene Substrat einem bzw. 
dem in Anspruch 9 erwahnten Gas, vorzugsweise 
Stickstoff und/oder Isopropylalkohol, ausgesetzt 
ist, daB die fonistemngsvorrichtung wenigstens ei- 
nen lonisierungsstab (91 , 92) an wenigstens einer 
Innenwand (46, 47) der Haube (42) aufweist, daB 
die lonisierungsvorrichtung wenigstens eine Ge- 
genelektrode (55, 56) aufweist, daB die Gegenelek- 
trode (95, 96) an Masse liegt, daB die lonisierungs- 
vorrichtung mit einer Hochspannung von vorzugs- 
weise 5 bis 25 kV beaufschlagt ist, daB die Hoch- 
spannung gepulst ist und die Impulse eine Impuls- 
dauer von vorzugsweise 1 bis 100 ms aufweisen, 
und daB das Tastverhaltnis der Hochspannungsim- 
pulse in einem Bereich von vorzugsweise 1 :8 bis 1 : 
12 liegt. 

17. Anlage nach etnem der vorhergehenden Anspru- 
che, dadurch gekennzeichnet, daB wenigstens ei- 
ne MeBsonde zur Oberwachung der Gaskonzentra- 
tion, der Gasgemisch-Anteile und/oder des Gas- 
bzw. Gasgemischgehalts in einem Dampfbereich 
vorgesehen ist, und daB die von der MeBsonde er- 
mrttetten MeBwerte vorzugsweise zur Steuerung 
bzw. Regelung der Gaskonzentration, der Gasge- 
misch-Anteile und/od r des Gas- bzw. Gasge- 
mischgehalts im Dampfbereich herangezogen w r- 
den. 
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18. Anlag nach einem der vortiergeh nden Anspru- 
che, dadurch gekennzeichnet, daB in einer Lei- 
tung, uber die Behandlungsfluid abflieBt, in Row- 
meter zur Ermittlung der DurchftuSmenge des Be- 
handlungsfluids vorgesehen ist, die vom Rowmeter 
ermittelten MeBwerte vorzugsweise zur Steuerung 
bzw. Regelung der ein- und/oder ausstromenden 
Fluidmenge herangezogen werden, wobei die 
Steuerung bzw. Regelung der ein- und/oder aus- 
stromenden Fluidmenge mittels eines Ventils, ins- 
besondere eines mit ein em Motor getriebenen Ven- 
tils erfolgt. 

19. Anlage nach ein em der vorhergehenden Anspru- 
che, dadurch gekennzeichnet, daB ein aus dem 
Behalter ausstromendes Fluid in einer Wiederauf- 
bereitungsanlage wiederaufbereitet wind, daB das 
wiederaufbereitete Fluid im Behalter wiederver- 
wendet wird, und/oder daB das wiederaufbereitete 
Fluid wenigstens teilweise der Brauchwasserablei- 
tung zugefuhrt wird. 

20. Trocknungsverfahren zum Trocknen von Substra- 
ten (25) in einem ein Behandlungsfluid (23) enthal- 
tenden Behalter (21), mit einer Aushubvorrichtung 
(1 ) zum Ein- und Ausbringen wenigstens eines Sub- 
strattragers (17) und der Substrate (25), wobei die 
Aushubvorrichtung (1) einen ersten Transport- 
schlitten (2) fur eine Substratanhebevonichtung 
(16) und einen zweiten Transportschlitten (3) fur 
den Substrattrager-Halter aufweist,die uber eine 
Gelenkverbindung (4) mitei nan der verbu nden sind, 
gekennzeichnet durch folgende Verfahrensschritte: 

Ausheben der Substrate (5) aus einem Spul- 
fluid (23) und Belassen des Subtrattragers (1 7) 
im Behalter (21); 

Absenken des Spulfluids (23) unter den Sub- 
strattrager (1 7); und 

Absenken der Substrate (25) in den Substrat- 
trager (1 7) nach dem Trocknungsvorgang. 



Claims 

1 . Plant (20) for chemical wet-treatment of substrates 
(25) in a container (21) containing a treatment fluid 
(23), with a lifting-out device (1 ) fortaking in and out 
at least one substrate carrier (1 7) and the substrate 
(25), wherein the lifting-out device (1) comprises a 
first transport carriage (2) for a substrate raising de- 
vice (16) and a second transport carriage (3) for a 
substrate carrier holder, characterised in that the 
two transport carriages (2, 3) are connected togeth- 
er by an articulated connection (4). 

2. Installation (20) according to claim 1 , character- 
ised In that the first and the second transport car- 



riage (2, 3) is movabl n a vertical guid rail (10) 
and that the first transport carriag (2) is pref rably 
connected with a driv device. 

s 3. Installation (20) according t n of th preceding 
claims, characterised in that the articulated con- 
nection (4) comprises two arms (5, 6), wherein a 
first arm (5) is pivotabry connected with the first 
transport carriage (2) and a second ami (6) is piv- 

10 otably connected with the second transport carriage 
(3), and the ends of the first and second arms (5, 6) 
remote from the transport carriages (2, 3) are rotat- 
ably connected together by way of a pin (7). 

15 4. installation (20) according to claim 3, character- 
ised in that a protruding region of the pin connect- 
ing the two amis (5, 6) runs on a control cam (11). 

5. Installation (20) according to claim 4, character- 
20 ised In that the control cam (11) comprises a 

straight portion (12) extending parallel to the move- 
ment direction of the transport carriages (2, 3) and 
a curved portion (1 3) connected to the straight por- 
tion, that the spacing between the first and second 
25 transport carriages (2, 3) is constant when the pin 
(7) runs on the straight portion (1 2), that the spacing 
between the first and second transport carriages (2, 
3) increases when the pin (7) runs on the curved 
portion (13), that the shape of the curved portion 
30 (13) is preferably so selected that the spacing be- 
tween the first and second transport carriages (2, 
3) constantly increases and that the shape of the 
curved portion (1 3) in its end region is preferably so 
selected that the second transport carriage (3) 
35 comes to a stop gradually. 

6. Installation (20) according to one of claims 4 and 5, 
characterised in that the first transport carriage (2) 
is connected with a knife-like raising device (1 6), 

40 that the knife-like raising device (16) and the sub- 
strate carrier (17) are raised at the same speed 
when the pin (7) runs on the straight portion (12) of 
the control cam (1 1 ), that the second transport car- 
riage (3) comes to a stop when the substrates (25) 
45 come into engagement in guides (39) outside the 
substrate carrier (17) and that the guides are pref- 
erably constructed in a hood (22) above the con- 
tainer (21). 

so 7. Installation (20) according to claim 6, character- 
ised in that the lifting-out of the substrate (25) after 
stopping of the second transport carriage (3) is ef- 
fected by the knife-like raising device (1 6). 

55 8. Installation (20) according to one of the preceding 
claims, charact rised in that th installation (20) 
is provided for washing and/or drying of substrates 
(20). 
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9. Installation (20) according t one of th preceding 
claims, characterised by a gas inlet device for load- 
ing th substrat and/ rth substrat cam r with a 
gas during th drying process, especially a gas mix- 
tur of isopropylalcohol and nitrogen. s 

10. Installation (20) according to one of the preceding 
claims, characterised In that in addition a releas- 
able and fockable latching mechanism is provided, 
which rigidly connects the first and second transport 10 
carriages (2, 3) together, and that preferably a cyl- 
inder is provided, which unlocks and/or locks the 
latching mechanism. 

11. Installation according to one of the preceding is 
claims, characterised in that a closable hood (42) 

is provided above the container (48), the hood (42) 
comprises a drip protection device (43, 61 ) and that 
the drip protection device is a draining plate (43) 
and is preferably arranged on the upper side of the 20 
hood (42). 

12. Installation according to one of the preceding 
claims, characterised in that a displaceable hood 
(42) is provided above the container (48) and com- 25 
prises a drip protection device (43, 61 ), which is ar- 
ranged as a collar (61) around the hood (42). 

13. Plant according to claims 11 to 12, characterised 

in that the draining plate (43) or 5 the collar (61 ) 30 
protrudes out beyond the hood (42), that the drain- 
ing plate (43) or the collar (61 ) preferably points ob- 
liquely downwardly at that side (45) of the hood (42) 
into which the hood (42) is displaced on opening of 
the container (48), and that a tank edge draining 35 
chute (49) is preferably provided above the edge 
(50) of the container (58), beyond which the hood 
(42) is not displaced. 

14. Plant according to one of the preceding claims, 40 
characterised in that the container (71) has a 
cleaning opening (73), that the cleaning opening 
(73) is closed by at least one flange (74, 76), and 
that the cleaning opening (73) is provided at one 
side (72) of the container (71 ) preferably at or near *s 
the tank base. 

15. Plant according to one of the preceding claims, 
characterised in that an ionisation device is pro- 
vided above the container (48) in a or the hood (42) so 
mentioned in claims 11 to 13. 

16. Plant according to claim 15, characterised in that 
the ionisation device is provided in a vapour region 

in which the substrate, which is moved out of the ss 
contain r, is placed in a or th gas mentioned in 
claim 9, preferably nitrog n and/or isopropylalco- 
hol, that the ionisation device comprises at least 



one ionising rod (91 , 92) at at least on inn r wall 
(46, 47) of the hood (42), that the ionisation d vice 
comprises at least one counter- lectrode (55, 56), 
that th counter-electrode (95, 96) lies at ground, 
that th ionisation device is loaded with a high volt- 
age of preferably 5 to 25 kV, that the high voltage is 
pulsed and the pulses have a pulse duration of pref- 
erably 1 to 1 00 ms, and that the keying ratio of the 
high voltage pulse lies in a range of preferably 1 :8 
to 1:12. 

17. Plant according to one of the preceding claims, 
characterised in that at least one measuring probe 
for monitoring the gas concentration, the gas mix- 
ture proportions and/or the gas or gas-mixture con- 
tent is provided in a vapour region, and that the 
measurement values ascertained by the measuring 
probe are preferably utilised for control or regulation 
of the gas concentration, the gas mixture propor- 
tions and/or the gas or gas-mixture content in the 
vapour region. 

18. Plant according to one of the preceding claims, 
characterised in that a flow meter for ascertaining 
the throughflow quantity of the treatment flu id is pro- 
vided in a duct by way of which the treatment fluid 
flows away and the measurement values ascer- 
tained by the flow meter are preferably utilised for 
control or regulation of the inflowing and/or outflow- 
ing flow quantity, wherein the control or regulation 
of the inflowing and/or outflowing fluid quantity is 
earned out by means of a valve, especially a valve 
operated by a motor. 

19. Plant according to one of the preceding claims, 
characterised in that a fluid flowing out of the con- 
tainer is reprocessed in a reprocessing installation, 
that the reprocessed fluid is reused in the container 
and/or that the reprocessed fluid at least in part is 
fed to the service water discharge. 

20. Drying method for drying substrates (25) in a con- 
tainer (21) containing a treatment fluid (23), with a 
lifting-out device (1) for bringing in and bringing out 
at least one substrate carrier (1 7) and the substrate 
(25); wherein the lifting-out device (1) comprises a 
first transport carriage (2) for a substrate raising de- 
vice (1 6) and a second transport carriage (3) for the 
substrate carrier holder, which are connected to- 
gether by way of an articulated connection (4), char- 
acterised by the following method steps: 

lifting of the substrate (5) out of a washing fluid 
(23) and leaving the substrate carrier (1 7) in the 
container (21); 

low ring th washing fluid (23) below th sub- 
strat carrier (17); and 

low ringth substrate (25) in the substrate car- 
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rier(17)aft r the drying process. 



Rev ndications 

1. |nstallation(20)pourletrartement<^imiqueparvoie 
humide de substrats (25) dans un recipient (21) 
contenant un fluide de traitement (23), avec un dis- 
positif cfenievement (1) pour introduire et sortir au 
moins un support de substrats (1 7) et les substrats 
(25), oil le dispositif cfenievement (1) presente un 
premier chariot de transport (2) pour un dispositif 
de relevage de substrats (16) et un second chariot 
de transport (3) pour un organe de retenue de sup- 
port de substrats, caracterlsee en ce que les deux 
chariots de transport (2, 3) sont reliees entre eux 
par une liaison d'articulation (4). 

2. Installation (20) selon la revendication 1 , caracte- 
risee en ce que le premier et le second chariot de 
transport (2, 3) sont d6placables sur un rail de gui- 
dage vertical (1 0), et en ce que le premier chariot 
de transport (2) est relie de preference a un dispo- 
sitif cfentrainement. 

3. Installation (20) selon I'une des revendications pre- 
cedentes, caracterlsee en ce que la liaison d'arti- 
culation (4) presente deux branches (5, 6), ou une 
premiere branche (5) est reliee d'une maniere arti- 
culee au premier chariot de transport (2) et une se- 
conde branche (6) ou second chariot de transport 
(3), et en ce que les extremites des premiere et se- 
conde branches (5, 6) eloignees des chariots de 
transport (2, 3) sont reliees I'une a I'autre d'une ma- 
nure tournante par une tige (7). 

4. Installation (20) selon la revendication 3, caracte- 
risee en ce qu'une zone saillante de la tige reliant 
les deux branches (5, 6) roule sur une came (11). 

5. Installation (20) selon la revendication 4, caracte- 
risee en ce que la came (11) presente une section 
rectiligne (12), s'etendant parallelement a la direc- 
tion de deplacement des chariots de transport (2, 
3) et une section courbee (13) faisant suite a la sec- 
tion droite, en ce que I'ecart entre les premier et se- 
cond chariots de transport (2, 3) est constant lors- 
que la tige (7) roule sur la section rectiligne, en ce 
que i'ecart entre les premier et second chariots de 
transport (2, 3) s'agrandit lorsque la tige (7) roule 
sur la section courbee (3), de telle sorte que la for- 
me de la section courbee (13) est choisie de prefe- 
rence de facon que I'ecart entre les premier et se- 
cond chariots de transport (2, 3) s'agrandit conti- 
nuellement, et en ce que la forme de la section cour- 
be (13) stselectionne danssazon cf xtremite 
de prefer need facon qu ledeuxiem chariot de 
transport (3) s'arret progressivement. 



6. Installation (20) selon Pun desr vendications 4 ou 
5, caracterlsee en ce que le premier chariot de 
transport (2) est reli6 a un dispositif d relevage (1 6) 
semblabl a un couteau, en ce que I dispositif de 

5 rel vage (1 6) semblable a un couteau et le support 
de substrats (17) sont releves a la meme Vitesse 
lorsque la tige (7) roule sur la section rectiligne (1 2) 
de la came (11), en ce que le second chariot de 
transport (3) s'arrete lorsque les substrats (25) vien- 

ro nent en prise avec des guidages (39) a rexterieur 
du support de substrats (17), et en ce que les gui- 
dages sont realises de preference dans un capot 
(22) au-dessus du recipient (21). 

15 7. Installation (20) selon la revendication 6, caracte- 
risee en ce que la sortie des substrats (25) a lieu 
apres tenet du second chariot de transport (3) par 
le dispositif de relevage (16) semblable a un cou- 
teau. 

20 

8. Installation (20) selon I'une des revendications pre- 
cedentes, caracterisee en ce que Installation (20) 
est prevue pour le rincage et/ou le sechage de 
substrats (25). 

25 

9. Installation (20) selon I'une des revendications pre- 
cedentes, caracterisee par un dispositif d'admissi- 
on de gaz pour charger les substrats et/ou le sup- 
port de substrats pendant l'op6ration de sechage 

30 avec un gaz, notamment un melange de gaz d'al- 
cool isopropylique et d'azote. 

10. Installation (20) selon I'une des revendication pre- 
cedentes, caracterisee en ce qu'il est prevu de 

35 plus un mecanisme d'enclenchement pouvant dtre 
relache et arrete qui relie les premier et second cha- 
riots de transport (2, 3) rigidement I'un a I'autre, et 
en ce qu'il est prevu de preference un verin qui de- 
verrouille et/ou verrouille le mecanisme d'enclen- 

40 chement. 

11. Installation selon I'une des revendications prece- 
dentes, caracterisee en ce qu'il est prevu un capot 
deplacable (42) sur le recipient (48), et en ce que 

45 le capot (42) presente un dispositif de protection 
contre des gouttes (43, 61), en ce que le dispositif 
de protection contre les gouttes est un egouttoir 
(43) et est dispose de preference sur le cote supe- 
rieur du capot (42). 

50 

12. Installation selon I'une des revendications prece- 
dentes, caracterisee en ce qu'il est prevu un capot 
deplacable (42) sur le recipient (48) qui presente un 
dispositif de protection contre les gouttes (43, 61 ) 

55 qui est dispose comme col (61) autour du capot 
(42). 

13. Installation selon la revendication 11 a 12, caracte- 
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rlsee n ce que Pegouttoir (43) respectivem nt le 
col (61) fait saillie sur I capot (42), en ce que 
I'egouttoir (43), respectivement le col (61 ) est incli- 
ne de preference v rs le cote (45) du capot (42) en 
biais vers I bas, v rs lequel le capot (42) lots de 
I'ouverture du recipient (48), est deplace, et en ce 
qu'il est prevu au-dessus du bord (50) du recipient 
(58) sur lequel le capot (42) n'est pas deplace, de 
preference un biais d'egouttement (49) de bord de 
bassin. 

14. Installation selon Tune des revendications prece- 
dentes, caracterlsee en ce que le recipient (71) 
presente une ouverture de nettoyage (73), en ce 
que rouverture de nettoyage (73) est fermee par au 
moins une bride (74, 76), et en ce que rouverture 
de nettoyage (73) est pr6vue sur un cdte (72) du 
recipient (71), de preference au ou a proximite du 
fond du bassin. 

15. Installation selon Tune des revendications prece- 
dentes, caracterlsee en ce qu'il est prevu un dis- 
positif d'ionisation dans un respectivement le capot 
(42) mentionne dans les revendications 1 1 a 1 3 au- 
dessus du recipient (48). 

16. Installation selon la revendication 15, caracterlsee 
en ce que le dispositif d'ionisation est prevu dans 
une zone de vapeur dans laquelle le substrat sorti 
du recipient est expose a un respectivement le gaz 
mentionne dans la revendication 9, de preference 
a de Tazote et/ou a I'alcool isopropylique, en ce que 
le dispositif d'ionisation presente au moins un ba- 
tonnet d'ionisation (91 , 92) a au moins une paroi in- 
terieure (46, 47) du capot (42), en ce que le dispo- 
sitif d'ionisation presente au moins une contre-elec- 
trode (55, 56), en ce que la contre-electrode (95, 
96) est reliee a la masse, en ce que le dispositif d'io- 
nisation est charge en une haute tension de prefe- 
rence de 5 a 25 kV, en ce que la haute tension est 
pulsee et que les impulsions ont une duree d'i impul- 
sion de preference de 1 a 100 ms, et en ce que le 
taux d'impulsions des impulsions haute tension se 
situe dans une plage de preference de 1 :8 a 1 : 1 2. 

17. Installation selon I'une des revendications prece- 
dentes, caracterisee en ce qu'il est prevu au moins 
une sonde de mesure pour surveiller la concentra- 
tion du gaz, les parts de melange de gaz et/ou de 
la proportion de gaz respectivement de melange de 
gaz dans une zone de vapeur, et en ce que les va- 
leurs de mesure detectees par la sonde de mesure 
sont utilisees de preference pour la commande res- 
pectivement le reglage de la concentration du gaz, 
des parts de melange de gaz et/ou de la proportion 
du gaz respectivement du melange d gaz dans la 
zon d vap ur. 



18. Installation s Ion run des r v ndications prece- 
dentes, caract risee en ce qu'il est prevu dans un 
conduit , par laqu He s'ecoul le fluide de trait - 
m nt, un debitmetre pour detecter la quantite 

5 tfecoulement du fluide d traitement, nee que les 
valeurs de mesure detectees par le debitmetre sont 
utilisees de preference pour la commande respec- 
tivement le reglage de la quantite de fluide affluant 
et/ou effluent, ou la commande respectivement le 

w reglage de la quantite de fluide affluant et/ou ef- 
fluent a lieu au moyen d*une vanne, notamment 
d"une vanne entrainee par un moteur. 

19. Installation selon Tune des revendications prece- 
15 denies, caracterlsee en ce qu'un fluide s'ecoulant 

du recipient est retraite dans une installation de re- 
traitement, en ce que le fluide retraite est rdutilise 
dans le recipient et/ou en ce que le fluide retraite 
est amene au moins partiellement a la conduite des 
20 eaux industrielles. 

20. Precede de seen age pour le sechage de substrats 
(25) dans un recipient (21) contenant un fluide de 
traitement (23), avec un dispositif d'enlevement (1) 

25 pour introduire et sortir au moins un support de 
substrats (17) et les substrats (25), ou le dispositif 
d'enlevement (1) presente un premier chariot de 
transport (2) pour un dispositif de relevage de subs- 
trats (1 6) et un second chariot de transport (3) pour 

30 I'organe de retenue de support de substrats, qui 
sont relies fun a f autre par une liaison d' articulation 
(4), caracterise par les etapes de precede suivan- 
tes: 

35 - sortir les substrats (5) cfun fluide de lineage 
(23) et laisser le support de substrats (1 7) dans 
le recipient (21); 
- baisser le fluide de rincage (23) sous le support 
de substrats (17) ; et 
40 - abaisser les substrats (25) dans le support de 
substrats (17) apres I'operation de sechage. 
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Fig. 5 
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Fig. 10 
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